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Spos6éb wytwarzamia szkliw oraz urzqdzenie do wytwarzania szkliw

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania szkliw emalierskich, ceramicznych itp. oraz urzadze-
nie do wytwarzania szkliw tego typu metoda ciagly na sucho. Znany spos6b wytwarzania szkliw emalier-
skich, ceramicznych itp polega na tym, ze zestaw surowcOw topi si¢ w piecu okresowym w temperaturze
1250-1450°C w zaleznosci od skiadu szkliwa okolo 3-4,5 godz. a nast¢pnie wylewa na rynng ze strumieniem
wodnym do pojemnika zanurzonego w basenie wodnym, gdzie nastgpuje jego granulowanie. Z kolei
pojemnik z mokrym granulatem poddaje si¢ na stanowisko suszenia strumieniem goracego powietrza.
Wysuszone szkliwo stanowi gotowy potfabrykat. Cykl wytwarzania szkliwa tym sposobem trwa okolo 6-9
godzn. Przykladowo wydajno$¢ pieca o powierzchni basenu pieca 8 m? wynosi 3,5-5t/dobg, czyli od
400-630 kg/m?/dobg. Zuzycie ciepta 7 500-10000 Kcal/kg. Ulatnianie si¢ fluoru wynosi do 60%.

Wada tego sposobu jest duze zuzycie ciepla, duze straty surowca na skutek rozkurzu w czasie zasypu
okolo 3%, czg¢éciowe wylugowanie alkali podczas granulowania w wodzie i rOwnoczesne powstawanie
zarodk 6w krystalizacji, ktore utrudniaja péZniejszy proces mielenia, wysoki stopien zanieczyszczenia $rodo-
wiska oraz szybsze zuzywanie si¢ pieca co powoduje wicksza czgstotliwoéé remonté6w. Spos6b ten nie
zapewnia otrzymywania jednorodnego produktu wysokiej jakofci.

Znane urzadzenia do stosowania tego sposobu skiadaja si¢ z pojemnika zestawu, zasypnika, pieca
wannowego, rynny, pojemnika zanurzonego w basenie wodnym oraz stanowiska do suszenia granulatu
goracym powietrzem.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, pozwalajgcego na wielokrotne skrécenie czasu wytwarza-
nia szkliw emalierskich,ceramicznych itp. oraz opracowanie konstrukcji urzadzenia zapewniajacego realiza-
cj¢ tego sposobu. _

Spos6b wedhug wynalazku polega na tym, Ze roztopiona mas¢ wylewa si¢ na walce, kt6re formuja tasmeg
o grubosci 0,4-1,8 mm. Uformowang tasém¢ kruszy si¢, chiodz na sucho i oczyszcza z mechanicznych
zanieczyszczef zelazem.

Urzadzenie wedhug wynalazku jest wyposazone w pojemnik potaczony zasuwg z zasypnikiem podaja-
cym zestaw surowca do pieca wannego. Pod otworami wylewowymi pieca w ukladze pionowym znajduje si¢
walcarka oraz komora famania do ktdrej w uktadzie poziomym potgczony z sypem jest usytuowany podajnik
wyposazony w ukiad chiodzenia na sucho. Za podajnikiem usytuowane jest urzagdzenie rozdrabniajace i
przeno$nik sko$ny wyposazony w uklad chlodzenia. Wysyp z przeno$nika jest polaczony z urzadzeniem do
oddzelenia mechanicznych zanieczyszczen zclazem.

Zaletg sposobu wedhug wynalazku jest cigglos$¢ procesu technologicznego co ma decydujacy wplyw na
otrzymywanic produktu jednorodnego wysokiej jakosci. Ciggly proces powoduje wzost wydajnosci z jedno-
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czesnym obnizeniem jednostkowego zuzycia energii cieplnej. Ponadto sposéb wedtug wynalazku eliminuje
zjawisko pylenia oraz zanieczyszczenie Srodowiska poprzez zdecydowane zmniejszenie emisji fluoru i catko-
wita likwidacje skazenia wody. Przykladowo wydajno$¢ pieca o powierzchni basenu 4m’ wynosi
14-20t/dobe, czyli od 3 500-5 000 kg/m?*/dobe. Zuzycie ciepta 2 300-2 700 kcal/kg.

Urzadzenie wedlug wynalazku pokazane przyktadowo na rys. fig. 1jest schematem przekroju urzadze-
nia wzdtuz osi podtuinej. Urzadzenie zawiera pajemnik surowcéw 1, podajnik 2, piec komorowy 3, walcarke
4, komorg famania 8, podajnik z ukiadem chlodzenia na sucho 6, urzadzenie rozdrabniajqce 7, preenosnik
sko$ny wyposazony w ukiad chlodzenia 8, urzadzenie do oddzielania mechanicznych zanieczyszczen 9,
zbiornik buforowy 10, oraz urzadzenie do wazenia i workowania 11.

Sposob wytwarzania szkliw emalierskich, ceramicznych itp. wedlug wynalazku polega na tym, e
przygotowany zestaw surowcow z pojemnika 1 podaje si¢ w spos6b mechaniczny podajnikiem 2 do pieca 30
procesie cigglym topienia, klarowania i jednoradniania masy w korzystnych temperaturach od 1200-1450°C.
Masa wylewajaca si¢ na walce walcarki 4, w zaleznosci od potrzeb jest studzona lub podgrzewana do
korzystnej temperatury walcowania od 1000-1300°C. Walce formujace o $rednicy od 250-500mm ze
specjalnym ukiadem chlodzenia przy korzystnej predkosci walcowania w zakresie 2-20m/min. formuja
tasme o grubosci 0,4-1,8 mm. Uformowang tasmg kruszy si¢ wst¢pnie w komorze tamania § i przekazuje
podajnikiem 6 wyposazonym w uktad chlodzenia na urzagdzenie rozdrabniajace 7, gdzie nast¢puje ostateczne
kruszenie do postaci plytek o powierzchni do 2,5cm’ Tak pokruszone plytki podajnikiem skoénym 8
podawane s3 na oddzelacz magnetyczny 9, gdzie oczyszczone sg z zanieczyszczen zelazem a nast¢pnie do
zbiornika buforowego 10. Pod zbiornikiem znajduje si¢ urzadzenie do mechanicznego odwazenia i
workowaniall.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania szkliw, znamienmy tym, 2¢ zestaw o znanym skiad zie surowcow topi si¢ w piecu w
korzystnej temperaturze od 1200-1450°C, po czym wyklarowang i ujednorodniong mas¢ wylewa si¢ na
. walce, formuje w tasme, kruszy wste¢pnie, chlodz, rozdrabnia i oczyszcza z mechanicznych zanieczyszczen

2clazm.

2. Sposob wedlug zastrz. |, znamienany tym, 2e wylewang na walce masg chlodz si¢ lub podgrzewa do

" korzystnej temperatury walcowania w zakresie od 1000-1300°C.

3. Spos6b wediug zastrz. 1albo 2, znamienny tym, ze mas¢ formuje si¢ na walcach o $rednicy od 250-500
mm przy predko$ci walcowania w zakresie od 2-20m/min. na tasme o korzystnej grubosci od 0,4-1,8 mm.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1, albo 2, znamienay tym, ze pokruszong wstepnie tasmg chlodzi si¢ na sucho
oraz rozdrabnia na plytki o korzystnej powierzchni w zakresie do max. 2,5 cm?

S. Urzadzenie do wytwarzania szkliw emalierskich, ceramicznych itp. wyposazone w pojemnik, podaj-
nik, piec wannowy z otworami wylewowymi zmamienny tym, ¢ pod otworami wylewowymi pieca wanno-
wego znajduje si¢ w ukiadzie pionowym walcarka tasmy (4), komora tamania (8) do ktérej w ukladze
zblizonym do poziomu usytuowany jest podajnik wyposazony w uktad chiodzenia na sucho (6), urzagdzenie
rozdrabniajgce (7) oraz przeno$nik skosny wyposazony w uktad chiodzenia (8) i urzadzenie do oddzielania z
mechanicznych zanieczyszczen zelazem (9).
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